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Abstract (en)
Sample chamber for microscope investigation, comprises a reservoir for receiving a sample, which is limited by a base plate (2) and a side wall (3),
and a separating plate (4), which is parallel to the base plate, is arranged in the reservoir at a height that is less than the minimum height of the side
wall such that the separating plate divides the reservoir into an upper partial reservoir (5) and a lower partial reservoir (6). The upper- and the lower
partial reservoirs are limited laterally by the side wall, and are connected by the inlet and/or outlet.

Abstract (de)
Die Erfindung umfasst eine Probenkammer für Mikroskopuntersuchungen umfassend ein Reservoir zum Aufnehmen einer Probe, wobei das
Reservoir durch eine Bodenplatte und eine Seitenwandung begrenzt wird, und eine im Reservoir angeordnete, zur Bodenplatte parallele Trennplatte,
wobei die Trennplatte im Reservoir in einer Höhe angeordnet ist, die geringer als die minimale Höhe der Seitenwandung ist, sodass sie das
Reservoir in ein oberes und ein unteres Teilreservoir unterteilt, wobei das untere Teilreservoir und das obere Teilreservoir seitlich vollständig durch
die Seitenwandung begrenzt werden, und wobei das obere und das untere Teilreservoir durch wenigstens einen Zu-/Ablauf verbunden sind.
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